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Oponentsky posudek diplomove prace Jaromira Chalupskeho:
,,Generace koherentniho kratkovlnneho (X<160 nm) zafeni pomoci konvencnich laseru"

Na zaklade zadani teto diplomove prace Ize jeji cil strucnS charakterizovat jako vypracovani
pfehledu ruznych postupu generace koherentniho VUV a XUV zafeni, a to se zamerenim na
experimentalni studium ablace vybranych materialu.

Diplomova prace je rozdelena do dvanacti kapitol. Po uvodni kapitole nasleduje prvnich sest
kapitol tvoficich teoretickou Cast, dal§i c"tyfi kapitoly se vztahuji k vlastnimu experimentu.
Pak nasleduje seznam pouzite literatury a dvanact dodatku.

Prace je napsana peclive a dobfe formulovany text je svedectvim toho, ze diplomant zcela
zvladl zadanou problematiku. To velice dobfe dokumentuje teoreticka cast. Je sice na
diplomove prace nezvykle obsahla, ale zato vyklad smefujici k popisu generace a vlastnosti
VUV a XUV zafeni s fadou doplnujicich poznamek, vlastnich numerickych modelu a
apendixu, kde jsou odvozeny dulezite matematicke vztahy, je jasny. Tato Cast rnajici charakter
skript muze navic pomoci zajemcum o tuto problematiku ziskat o ni rychle pfehled.
Experimentalni Cast, ktera je jiz samozfejme kratsi, se vgnuje zafizeni FLASH v Deutsches-
Elektronen Synchrotron v Hamburgu a experimental nim vysledkum na nem ziskanym. Oproti
beznym ,,stolnim" experimentum je experimentovani na takovychto velkych zafizenich
zatizeno striktnim Casovym omezenim pfidCleneho experimentalniho 5asu. Takze na
zodpovezeni vsech otazek, ktere jeden experiment pfinese, je nutno pockat az do dalsiho
pfideleneho experimentalniho Casu. Tim si vysvetluji, proc nemohlo byt precizne dokondeno
mefeni ablace na PMMA pro vygSi davky zafeni, kde je ablace provazena nelinearnim jevy.
Zato korelace ablacnich prahu pro PMMA, Si a SiO2 a pfislusnych atenuacnich delek jsou
cennym vysledkem. Mefeni je doplneno morfologii krateru a emisnim UV-vis spektrem
ablaovaneho kfemiku.

Diplomovou praci Ize povazovat za uspesnou, nebot' obsahuje publikovatelny vysledek.

Z formalnich nedostatku prace bych uvedl, ze autor obCas nepouzil podstatne jmeno plazma
oznaCujici Ctvrte skupenstvi hmoty ve stfednim rode, na str. 127 schazi v kapitole o vakuove
aparatufe jeji mezni tlak a ke kapitole 8.2.1 bych podotkl, ze vakuova aparatura s meznim
tlakem ~10~5 Pa nepatfi mezi UHV aparatury. Na fotografii z obr. 55a neni nic videt.

K praci mam nasledujici dotaz: ,,Lze najit nejakou korelaci mezi vyraznym narustem hloubky
krateru a naopak s poklesem velikosti ablaovane plochy na povrchu PMMA v oblasti
vysokych davek?"

Vzhledem k tomu, ze zadany cil byl uspSsne splnen, doporucuji, aby tato prace by la uznana
jako diplomova. Praci hodnotim klasifikaCnim stupnfem vyborne.
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